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膜层的测试分光学性能和机械强度两部分
。

制备的硅基底 十 金
+
介质(Z n

S/ Ge / Z n
S/ Ge )的反射镜

,

我们在 日本 日立 2 6 0
一

50 型分光光

度仪上比较了金膜和此种膜的反射率
,

在 10
.

6拜m 处
,

该仪器 的附件 (银膜 )反射率定标为

1 0 0 %
,

测得金膜反射率为 99
.

4 %
,

此种膜为 103
.

5 %
,

比银还好
。

另外
,

用 SM G I 型膜层实验机对上述反射镜与镀金铜镜进行强度 比较
,

以正压力 2 0 0 9
,

转速 5 0 0 prm 进行测试
,

金膜在 20 转后就有肉眼可看到的划痕
,

表面被灰尘或油迹污染后
,

不

能用棉球或沙布蘸有机溶剂清除
,

而硅镜上的膜则 600 转后
,

肉眼仍看不 出任何变化
,

用放大

镜观察
,

可发现极细微的划痕 ;直到 6 0 0 0 转
,

仍未发现明显被破坏的痕迹
,

表面被灰尘或油迹

污染后
,

完全可用棉球或沙布蘸丙酮擦去
,

对镜面无损
,

这是这种反射镜的优点之一
。

四
、

应用与结果

制备的硅基底 + 金 + 介质(Z n
S/ Ge / Z n

S/ Ge )的反射镜的优点是
:

反射率高
,

形变小
,

膜层

的机械强度大
,

表面被灰尘或油迹污染后
,

完全可用棉球或沙布蘸丙酮 擦去
,

对镜面无损
。

我

们将它装在普通 Z k w 的 CO :
激光器上

,

激光器仅将一片镀金铜镜换下
,

其它条件不变
,

出光

的最大功率由原来的 2
.

2 kw 升至 2
.

s kw
,

光束质量明显改善 ; 此外
,

我们 已将此种反射镜推

广全国数十家单位
,

也获得较好的效益
。
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工程师
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产品 简讯
·

N d : Y A G 激光切割系统

美国加利福尼亚州 N ew W av e R es ea rc h 公司生产的 LCS
-

m 型 N d: YA G 激光切割系统输

出 10 6 4 n m
,

5 3 2 n m 和 3 5 5 n m 三种波长
。

用于设计检验
,

故障分析
,

液晶显示器修理
,

以及其它

半导体应用
。

红外光用来除去金属线
,

但不会破坏硅基片
,

绿光用来切割金属和清除氧化物
,

紫外光用来清除聚酞亚胺而不影响下面的材料
。

使用 50 X 物镜
,

系统 可进行断面为 5 0拌m X

50 拌m 的均匀和可重复的切割
。
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版
权

所
有

 ©
 《

激
光

技
术

》
编

辑
部


